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Etui do pzyt kompaktowych

Prawo z rejegtracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest etui do pyt
kompaktowych, przeznaczone do transportu i magazynowa-
nia ptyt kompaktowych.

Istote wzoru zdobniczego stanowi nowa postaé przed-
miotu przejawiajgca sie w ksztaXcie,ukzadzie 1linii i ko-

lorze powierzchni.



Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiony zostaz

na zaXaczonych fotografiach, na ktdérych fig.1 - przed-
stawia widok zewnetrznej powierzchni etui ukazujgcy asy-
metryczne wzgledem pionowej osi symetrii pionowo-ukosne
obrzeza kieszeni, fig.2 - przedstawia ukosny widok zew-
netrznej powierzchni etui ukazujgcy odchylone krawedzie
kiegzeni, fig.3 - przedstawia widok zewnetrznej powierz-
chni etui ukazujgcy umieszczong w jednej z kieszeni piyte
kompaktowg oraz obrzeze obrysu etui o postaci pasa o je=~
dnolitym kontrastowym kolorze i fakturze powierzchni ,
fig.4 - przedstawia widok wewnetrznej powierzchni etui
ukazujgcy symetryczne dwa pasy mocujace o wtasgciwogciach
elagtycznych, fig.5 - przedstawia ukodny widok wewnetrz-

nej powierzchni etui ukazujgcy odchylone pasy mocujace.

Etui do pxzyt kompaktowych, posiadajace zarys wydiuzo-
nego poziomo prostokgta o fakturze materiaXowej powierzch-
ni zewnetrznych i wewnetrznych, charakteryzuje sie tym, ze
ma na zewnetrznej powierzchni asymetryczne wzgledem piono-
wej osi symetrii szereg kieszeni o rdwnolegzych zewnetrz-
nych krawedziach umieszczonych pionowo-ukodnie, ktdrych
obrzeza posiadajg postaé wzdiuznego pasa, ktérego dolng

krawedz stanowi linia Sciegowa, zas$ obrzeze obrysu etui na



zewnetrznej i wewng¢trznej powierzchni ma postaé pasa

o kontrastowym jednolitym kolorze i fakturze powierz-
chni wzgledem zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni
etuli, a na wewnetrznej powierzchni ma symetryczne u-~
mieszczone dwa pasy pionowe o wXasSciwoSciach elastycz-

nyCho

Zastrzezenie ochronne

Etui do pzyt kompaktowych, posiadajgce zarys prosto-
kata, znamienne tym 2e mana zewnetrznej
powierzchni, asymetrycznie usytuowanych wzgledem piono=-
we]j osi symetrii, szereg kieszeni o réwnolegiych zew-
negtrznych krawgdziach umieszczonych ukosnie, ktdrych
obrzeza posiadajg postaé wzdiuznego pasa, ktdrego dolnag
krawedZz stanowi linia Sciegowa, zas$ obrzeze obrysu etui
na zewnegtrznej i wewnetrznej powierzchni ma postadé pasa
o kontrastowym jednolitym kolorze i kontrastowej faktu-
rze powierzchni wzgledem zewnegtrznej i wewngtrznej po-
wierzchni etui, a na wewnetrznej powierzchni etui ma
symetrycznie umieszczone dwa pasy, jak pokazano na zaig-

czonych fotografiach fig.1 do fig.b5.
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Pig.1

Pig.?2

/ Tomasz BebXocinski/
VSorrret Bodsioelbrt!



Fig.3

Fig.4

/ Tomasz BebZocivski/
7 ~
VL LTI B A



Mg.5

/ Tomasz Beblocinski/
oty s e SAy S



	PL26S2
	BIBLIOGRAPHY
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


